Ciéncias Exatas e da Terra

REATOR DE TRATAMENTO TERMICO RAPIDO PARA INVESTIGACAO DE DIELETRICOS
125 ULTRAFINOS. Mateus A. Schmitz, Jones Andrade, Cristiano Krug, Tania D. M. Salgado (Instituto de Quimica,
Departamento de Fisico-Quimica, UFRGS)

Os reatores de tratamento térmico rapido tém diversas aplicagfes no estudo de semicondutores, tais como: recozimento de laminas
para a ativacdo de dopante, formacdo de oOxidos, nitretos, oxinitretos, silicetos e crescimento de dielétricos sobre os
semicondutores. O tratamento térmico rdpido diferencia-se do método classico por utilizar temperaturas mais altas (1000 a
1200°C) e tempos mais curtos (alguns segundos). O reator de tratamento térmico rapido que foi construido no Laboratério de
Tracadores Isotdpicos do Instituto de Quimica da UFRGS tem as seguintes caracteristicas: trabalha-se em sistema fechado e ndo
com fluxo continuo de gases. Assim além de aperfeicoar o controle de pressdo do gas, da temperatura e da presenca de
contaminantes € possivel recuperar os gases enriquecidos isotopicamente utilizados nos tratamentos que realizamos com vistas a
tracagem isotdpica para investigagdo do transporte atdmico no crescimento de filmes dielétricos ultrafinos (CNPg/UFRGS).
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